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Розвиток нанотехнологій в останні десятиліття тісно пов'язаний з розробкою та  дослідженням властивостей наноструктурованих матеріалів, зокрема наночастинок SiC (НКК). Хімічна інертність і біосумісність разом зі здатністю до фотолюмінесценції роблять НКК перспективними для застосування у фундаментальних біологічних дослідженнях та медицині. Здатність наночастинок до утворення колоїдних розчинів у різних середовищах та їх взаємодія із живими клітинами пов’язані в першу чергу із станом поверхні цих частинок. Тому встановлення природи поверхневих груп НКК, дослідження їх хімічних властивостей та розробка методів функціоналізації є актуальними. 
У представленій роботі дослідження проводилися з НКК виробництва фірми NanoAmor (США), з розміром частинок 10-20 нм та площею поверхні 110 м2/г.  Одержані зразки досліджені методами: просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ), ІЧ- та Раман-спектроскопії, спектроскопії дифузійного відбиття у видимій та УФ-області, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, рН-потенціометричного титрування та термогравіметрії (ТГА).
Встановлено, що поверхня вихідного НКК вкрита шаром вуглецю невпорядкованої будови. Термічне окислення призводить до утворення на поверхні SiC шару гідроксильованого SiO2, крім того, утворюються фрагменти C3Si–H та аліфатичні вуглеводневі фрагменти. Поява цих груп зумовлена, ймовірно, реакцією з водою напружених зв’язків Sі–С на межі карбіду та оксидного шару (схема 1).
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Cхема 1. Поверхня в процесі:(а)термічного окиснення, (b) зберігання на повітрі, (с) обробки фтороводнем

Видалення оксидного шару з поверхні термічно окисненого зразку за допомогою НF призводить до утворення наступних поверхневих груп: Si-H, Si-OH та Si-F (схема 1). На активованій поверхні можливе закріплення алкенів, однак, скоріше за все не за рахунок гідросилілювання, а за рахунок їх взаємодії з напруженими зв’язками Si-Si. 
Одночасна дія фтороводню та окисника (HNO3) на термічно окиснений зразок призводить до збагачення поверхні вуглецем, утворення кремній-гідридних груп різної природи (C3SiH, C2SiFH, CSiF2H) та карбоксилатних групп (0,23 ммоль/г). Карбокислатні групи придатні для подальшої функціоналізації з утворенням амідів. 
Розчинення оксидного шару у концентрованому розчині лугу дозволяє отримати зразки наночастинок, поверхня яких вкрита переважно гідроксильними групами, що було використано для отримання стійких водних колоїдних розчинів НКК.
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